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Одним из главных направлений в области нано-технологий является интенсивная разработка мощных плазменных источников излучения в диапазоне экстремального ультрафиолета для производства изделий нано-электроники. Однако низкий коэффициент конверсии подводимой энергии в энергию излучения (предельный коэффициент конверсии ограничен величиной 2,6%) и невозможность (ввиду конструктивных особенностей) собрать первым коллекторным зеркалом все излучение плазмы приводят к тому, что потребляемая мощность современных плазменных источников доходит до 500 кВт! На пути увеличения эффективности таких систем задачу можно свести к увеличению мощности излучения, собираемого первым зеркалом без повышения мощности, вкладываемой в разряд. И здесь, используя плазменные источники с направленным излучением [1], за счет оптимизации расположения первого зеркала, можно собрать больше излучения плазмы в одинаковый телесный угол при одинаковой подводимой к источнику электрической энергии.
Работа связана с поиском оптимального расположения первого собирающего зеркала в плазменных источниках экстремально ультрафиолетового излучения. В работе исследуется угловое распределение потока излучения в зависимости от коэффициента направленности излучения ( = j(( / j( точечного плазменного источника. (Здесь j(( – плотность потока излучения в продольном, а j(  – в поперечном направлениях.) В расчетах принята эллиптическая диаграмма направленности излучения.
Аналитически и численными методами были рассчитаны зависимости величины телесного угла сбора 50% излучения от коэффициента направленности (. Показано, что даже в случае сильной продольной направленности излучения (( ~ 100),основная доля излучения уходит в поперечном направлении. Поэтому если в силу конструктивных особенностей невозможно собрать все излучение, то для увеличения эффективности следует выбирать плазменные источники с поперечной направленностью излучения, а первое собирающее зеркало должно охватывать плазму сбоку.
Была проведена оценка конструкции нанолитографа SoCoMo [2], созданного группой XTREME technologies and EUVA Gotemba teams. Показано, что в случае бокового, а не фронтального (как в нанолитографе SoCoMo) расположении первого фокусирующего зеркала с той же поверхностью, но при наличии поперечной направленности излучения (которая достигается незначительным изменением конструкции плазменного источника) может быть получен значительный выигрыш в выходной мощности излучения. Так, при ( = 0,5 выходная мощность возрастает на 45%, а при α = 0,2 – в 2,4 раза. Это серьезный выигрыш, если учесть, что подводимая в системе SoCoMo мощность приближается к 500 кВт.
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